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DESCRIPCION
Circuito de dispositivo de coccién y procedimiento para el calentamiento de un objeto

La invencion parte de un circuito de dispositivo de coccién de acuerdo con el preambulo de la reivindicaciéon 1 asi
como de un procedimiento para el calentamiento de un objeto de acuerdo con el preambulo de la reivindicacion 10.

Se conoce un dispositivo de coccion, que presenta una placa de coccién para la colocacion de una vajilla de
preparacion y un conjunto de bobinas de induccién, que forma una zona de coccién coherente de la placa de
coccion. El dispositivo de coccidn esta previsto para calentar la vajilla de preparacion en una posicion seleccionada
opcionalmente por un usuario en la zona de coccién. A tal fin, el dispositivo de coccién presenta una unidad de
control, que forma una zona de coccion de la placa de coccion, adaptada a la posicién de la vajilla de preparacion
seleccionada por el usuario a través de la formaciéon de un grupo de bobinas de induccion. En una operacion se
genera por medio de procesos de conmutacion de inversores una potencia calefactora de bobinas de induccion. Los
inversores son alimentados con una sefal eléctrica, que se obtiene desde una sefial de alimentacién de corriente de
la red y presenta una forma adecuada para los procesos de conmutacion. Por ejemplo, la sefial eléctrica para la
alimentacion de los inversores es una sefal de la corriente rectificada a partir de la alimentacién de corriente de la
red.

El cometido de la invencidon consiste especialmente en preparar un circuito asi como un procedimiento para un
dispositivo del tipo indicado al principio con propiedades mejoradas con respecto a una operacion de coccion
optimizada econémicamente.

El cometido se soluciona de acuerdo con la invencion por medio de las caracteristicas de las reivindicaciones 1y 10
de la patente, mientras que las configuraciones y desarrollos ventajosos de la invencion se deducen a partir de las
reivindicaciones dependientes.

La invencion parte de un circuito de dispositivo de coccion con un grupo de unidades calefactoras, con una unidad
de control, que esta prevista para formar un grupo de unidades calefactoras adaptado a una posiciéon opcional de
una vajilla de preparacion, y con un dispositivo de procesamiento de sefiales, que esta previsto para el
procesamiento de una sefal en una forma adaptada para una operacién de potencia de la unidad calefactora.

Se propone que el dispositivo de procesamiento de sefales presente una primera unidad de procesamiento de
sefiales para la alimentacion de un primer subgrupo de unidades calefactoras y al menos una segunda unidad de
procesamiento de sefales para la alimentacion de un segundo subgrupo de unidades calefactoras. De esta manera,
se puede conseguir un modo de coccion eficiente, cuidadoso para componentes electronicos del dispositivo de
procesamiento de sefiales de un dispositivo de coccién provisto con el circuito de dispositivo de coccién de acuerdo
con la invencion, siendo distribuida una carga a calentar sobre al menos dos unidades de procesamiento de sefales.
En este caso, se puede optimizar de una manera especialmente econdmica una operacién de coccion eficiente. En
este caso, las unidades de procesamiento de sefales estan conectadas en el funcionamiento con preferencia con
una alimentacion de corriente externa comun, por ejemplo una conexion con una alimentacion de corriente de la red,
y de manera mas conveniente estan conectadas paralelas entre si. En este caso, la sefial a procesar corresponde
especialmente a una sefal obtenida desde una alimentacién de la corriente de la red. En este caso, a continuacién
de un lugar de conexion de la alimentacion de la corriente de la red esta conectado un lugar de derivacion, en el que
al menos dos unidades de linea estan derivadas para la conexién, respectivamente, de una unidad de
procesamiento de sefales. Las unidades de procesamiento de sefiales pueden estar configuradas parcialmente en
una sola pieza. No obstante, es ventajoso que las unidades de procesamiento de sefiales estén configuradas de
forma separada unas de las otras. Con preferencia, el primero y el segundo subgrupo forman en colaboracion el
grupo total de unidades calefactoras.

Por una “unidad calefactora” debe entenderse en este contexto especialmente una unidad, que esta prevista para la
transmision de una energia calefactora a una vajilla de preparacion. La unidad calefactora presenta a tal fin al menos
un medio calefactor, que esta configurado, por ejemplo, como medio calefactor por induccién o como cuerpo de
radiacion. La unidad calefactora puede presentar un Unico medio calefactor o puede comprender una pluralidad de
medios calefactores.

Por un “modo de potencia de la unidad calefactora” debe entenderse especialmente una operacién de una unidad
calefactora, en el que una potencia calefactora es transmitida a la vajilla de preparacion desde la unidad calefactora.
En el modo de potencia de la unidad calefactora, la unidad calefactora es alimentada con potencia eléctrica de
manera mas conveniente desde una unidad de potencia. Si la unidad calefactora comprende al menos un medio
calefactor inductivo, la unidad de potencia presenta con preferencia un inversor con medios de conmutacién, por
ejemplo transistores, que acondiciona pos medio de procesos de conmutacion de los medios de conmutacion de
manera conocida una potencia calefactora para el medio calefactor. Para la realizacién del modo de potencia de la
unidad calefactora, partiendo desde una sefial obtenida a partir de la alimentacién de la corriente de la red se puede
generar una sefial para la alimentacion a la unidad de potencia, que presenta una forma adaptada para la realizacion
del modo de potencia de la unidad calefactora. Esta sefial generada por una unidad de procesamiento de sefiales
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sirve en este caso de manera ventajosa como sefial de entrada para una unidad de potencia. En este caso, la
unidad de procesamiento de sefales esta conectada de manera mas conveniente entre lugar de conexion para la
conexién en una alimentacion de corriente de la red y una unidad de potencia. Si la unidad calefactora presenta un
medio calefactor inductivo, una sefial adaptada a un modo de potencia de la unidad calefactora corresponde a una
sefial rectificada y/o filirada, que esta disponible para la adquisicién a través de una unidad de potencia. Con
preferencia, las unidades de procesamiento de la sefial presentan, respectivamente, al menos un rectificador y/o una
unidad de filtro, que estan previstos para la rectificacion o la filtracion de una sefal obtenida desde la alimentacion
de la corriente de la red.

Por una “posicion opcional” debe entenderse en particular una posicién de la vajilla de preparacion, que puede ser
seleccionada opcionalmente por un usuario dentro de una zona de coccioén coherente para el calentamiento de una
vajilla de preparacion. Esta zona de coccion esta fijada de manera mas ventajosa por medio del grupo de unidades
calefactoras. Por una “zona de coccion para el calentamiento de una vajilla de preparacion” debe entenderse en este
contexto especialmente una zona de un dispositivo de coccién, que es adecuada para una operacién de coccion de
la vajilla de preparacion. La zona de coccion corresponde con preferencia a una zona parcial de una placa de
coccion del dispositivo de coccidn, que cubre el grupo de unidades calefactoras en direccion vertical hacia arriba. En
oposicién a un dispositivo de coccidn con zonas de coccidn separadas, que estan asociadas, respectivamente, a un
cuerpo calefactor, en el que no es adecuado un espacio intermedio entre las zonas de coccidén para una operacion
de cocciodn, la zona de coccién representa de una manera coherente una parte esencial, en particular mas del 50 %,
con ventaja mas del 75 % y de manera preferencia mas del 90 % de la superficie total de la placa de coccion, que es
adecuada para una operacion de coccion, con lo que se puede conseguir una flexibilidad especialmente alta en la
seleccion de una posicién de coccion de la vajilla de preparacion. A tal fin, el circuito de dispositivo de coccion
presenta para conseguir una zona de coccion grande con preferencia al menos 10, de manera ventajosa al menos
20. La unidad de control esta prevista especialmente para formar en una posicién opcional de la vajilla de
preparacion en la zona de coccidn el grupo calefactor de unidades calefactoras para el calentamiento de la vaijilla de
preparacion. Por una posicion de la vajilla de preparacion “en la zona de coccidon” debe entenderse, en particular,
una posicion de la vajilla de preparacion con relacion a la zona de coccion, en la que el fondo de la vajilla de
preparacion esta dispuesto totalmente en la zona de coccion.

De manera especialmente ventajosa, el grupo de unidades calefactoras esta disefiado en una disposicion de matriz.
Por una “disposicién de matriz’ debe entenderse especialmente una disposicion, en la que las unidades calefactoras
esta disefiadas en una pluralidad de series alineadas paralelas entre si y en particular de manera que la distancia
entre dos unidades calefactoras directamente adyacentes en una serie es constante sobre la serie.

Por una “serie” de unidades calefactoras debe entenderse especialmente una disposicién de al menos tres unidades
calefactoras, que estan dispuestas a lo largo de una recta. En una disposicion de matriz de las unidades calefactoras
se puede entender por una “serie” especialmente una serie de matrices o una columna de matrices. La dimension de
las unidades calefactoras esta seleccionada de manera mas conveniente de tal forma que una vajilla estandar,
como por ejemplo una vajilla de preparacion con un diametro de al menos 8 cm, cubre unidades calefactoras de al
menos dos series paralelas.

En una forma de realizaciéon preferida de la invencién, se propone que la primera unidad de procesamiento de
sefiales sirva para el procesamiento de una sefial con una primera fase de la corriente y que la segunda unidad de
procesamiento de la sefal sirva para el procesamiento de una sefial con una segunda fase de la corriente diferente
de la primera fase de la corriente, con lo que se puede conseguir una alimentacion efectiva de la potencia. Si en una
posicion opcional de la vaijilla de preparacion el grupo calefactor correspondiente esta compuesto por unidades
calefactoras del primero y del segundo subgrupo, se pueden conseguir valores de la potencia especialmente altos.

El primer subgrupo y el segundo subgrupo, que estan asociados a la primera y a la segunda unidad de
procesamiento de sefales, se pueden solapar. En este caso, las unidades calefactoras pueden ser alimentadas por
la primera y/o la segunda unidad de procesamiento de sefiales. En particular, los subgrupos pueden estar
configurados idénticos. No obstante es ventajoso que el primer subgrupo y el segundo subgrupo estén configurados
al menos en gran medida, en particular totalmente diferentes uno del otro, con lo que se puede conseguir una
configuracion constructiva sencilla con un gasto de cableado reducido. El primer subgrupo y el segundo subgrupo
son “al menos en gran medida” diferentes uno del otro, cuando especialmente la porcion de las unidades
calefactoras, que estan asociadas a ambos subgrupos, es inferior al 50 %, con preferencia inferior al 25 % y con
preferencia inferior al 10 % del numero total de unidades calefactoras del circuito de dispositivo de coccion.

En un desarrollo ventajoso de la invencion, se propone que el primer subgrupo y el segundo subgrupo formen una
disposicion entrelazada de unidades calefactoras. Por una “disposicion entrelazada” debe entenderse en este
contexto especialmente una disposicidon de unidades calefactoras, que esta disefiada de tal forma que en cada
posicion opcional de la vajilla de preparacion el fono de la vajilla de preparacion cubre unidades calefactoras del
primero y del segundo subgrupo. En este caso, a través de la unidad de control en cada posicion opcional se forma
un grupo calefactor, que esta compuesto por unidades calefactoras del primero y del segundo subgrupo. De esta
manera se puede conseguir una distribucion especialmente ventajosa de una alimentacién de potencia sobre las

3



10

15

20

25

30

35

40

45

50

ES 2539131713

unidades de procesamiento de sefiales para cada posicion opcional discrecional de la vajilla de preparacion. Si el
grupo de unidades calefactoras esta disefiado en una disposicion de matriz, entonces esta disposicion de matriz
corresponde a una disposicion entrelazada, cuando en al menos una serie de la disposicién de matrices, es decir, en
una serie de matrices o una columna de matrices, en particular como maximo cinco, de manera ventajosa como
maximo tres unidades calefactoras del mismo subgrupo estan dispuestas unas detras de las otras.

Por lo demas, se propone que el grupo de unidades calefactoras presente al menos una serie, en la que al menos
una unidad calefactora del primer subgrupo esta dispuesta entre unidades calefactoras del segundo subgrupo. En
este caso, la unidad calefactora del primer subgrupo esta dispuesta entre una unidad calefactora del segundo
subgrupo, que esta dispuesta delante de ella en la direccion de la serie, y una unidad calefactora del segundo
subgrupo, que esta dispuesta detras de ella en la direccion de la serie, de manera que las unidades calefactoras del
segundo subgrupo pueden ser diferentes de una vecina directa de la unidad calefactora del primer subgrupo.

Ademas, se propone que el grupo de unidades calefactoras presente al menos una serie, en la que las unidades
calefactoras estan asociadas alternando al primero y al segundo subgrupo, con lo que se puede conseguir una
distribucion especialmente ventajosa de una carga a alimentar sobre los subgrupos. Las unidades calefactoras de la
serie estan asociadas “alternando” al primero y al segundo subgrupo, cuando en la serie para un numero
predominante de parejas de unidades calefactoras directamente adyacentes, en particular para todas las parejas de
unidades calefactoras directamente adyacentes las parejas estan constituidas, respectivamente, por unidades
calefactoras de diferentes subgrupos. Por “alternando” se puede entender en particular “sucesivamente”. Por un
“numero predominante” de parejas debe entenderse especialmente al menos la mitad, con preferencia al menos tres
cuartas partes del nimero total de parejas que se pueden formar.

En una forma de realizacion preferida de la invencion se propone que el grupo de unidades calefactoras esté
disefiado en una disposicion de matriz, que presenta al menos una zona, en la que una unidad calefactora del primer
subgrupo en la direccion de la serie y en la direccion de las columnas de unidades calefactoras esta directamente
adyacente al segundo subgrupo, con lo que se puede conseguir una distribuciéon lo mas uniforme posible de una
carga sobre los grupos.

Esto se puede conseguir de una manera especialmente sencilla cuando en la disposicion de matrices las unidades
calefactoras en la direccion de la serie y en la direccion de las columnas estan asociadas alternando al primero y al
segundo subgrupo. Si las unidades de procesamiento de las sefales sirven para el procesamiento de sefiales de
diferentes fases de la corriente con una disposicion de este tipo se puede conseguir una potencia calefactora
especialmente alta de un subgrupo formado. Por ejemplo, el consumo de la corriente en la alimentacion de potencia
de un subgrupo se puede duplicar en comparacién con un sistema monofasico, en concreto, de manera ventajosa
con requerimientos inalterados planteados a una electronica de procesamiento para el procesamiento de una sefal
de la corriente de la red. Por ejemplo, se puede elevar un consumo de corriente de 16 A a 32 A en la alimentacion
de potencia de un subgrupo. Esto es especialmente ventajoso en un modo de amplificacion de la potencia (o0 modo
Boost) en un modo de coccion.

La invencion parte, ademas, de un procedimiento para el calentamiento de una vajilla de preparacion dispuesta en
una posicion opcional sobre una placa de coccién por medio de un conjunto de unidades calefactoras, en el que un
grupo calefactor de unidades calefactoras esta configurado adaptado a la posicion opcional y se realiza un
calentamiento de la vajilla de preparacion por medio del grupo calefactor.

Se propone que en el grupo calefactor una porcidon de unidades calefactoras tome una potencia calefactora desde
una primera fase de la corriente y al menos una segunda porciéon de unidades calefactoras toma una potencia
calefactora desde una segunda fase de la corriente. De esta manera se puede distribuir una distribuciéon ventajosa
de una potencia a ceder sobre dos unidades de procesamiento de sefiales y se consiguen valores de potencia altos.

Otras ventajas se deducen a partir de la siguiente descripcion del dibujo. En el dibujo se representan ejemplos de
realizacion de la invencion. El dibujo, la descripcion y las reivindicaciones contienen numerosas caracteristicas en
combinacion. El técnico considerara las caracteristicas de manera mas conveniente también individualmente y las
agrupara en otras combinaciones convenientes. En este caso:

La figura 1 muestra un campo de coccién por induccién con una placa de coccién y con un grupo de unidades
calefactoras asi como dos vajillas de coccion dispuestas sobre la placa de coccion.

La figura 2 muestra un circuito del campo de coccién por induccion de la figura 1 con dos rectificadores, que estan
asociados, respectivamente, a un subgrupo de unidades calefactoras.

La figura 3 muestra una disposicion de matrices de las unidades calefactoras con dos bloques, que estan asociados,
respectivamente, a un subgrupo.

La figura 4 muestra una disposicion de matrices entrelazadas de las unidades calefactoras, en la que columnas de
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matrices estan asociadas alternando al primero y al segundo subgrupo.

La figura 5 muestra una disposicion de matrices entrelazadas de las unidades calefactoras, en la que series de
matrices estan asociadas alternando al primero y al segundo subgrupo, y

La figura 6 muestra una disposicion de matrices entrelazada de las unidades calefactoras, en la que en las series de
matrices y las columnas de matrices las unidades calefactoras estan asociadas alternando al primero y al segundo
subgrupo.

La figura 1 muestra un dispositivo de coccion 10 configurado como campo de coccién por induccion. El dispositivo
de coccion 10 presenta un bastidor de fijacion 12 para la fijacion en una placa de trabajo, una placa de coccién 4
para la colocaciéon de vajillas de cocciéon y un campo de mando 16 para el inicio, parada y regulaciéon de una
operacion de calefaccion. Sobre la placa de coccion 14 estan dispuestas dos vajillas de preparacién 18, 20
configuradas como ollas, cuyo fondo de vajilla de preparacion, respectivamente, se representa de forma
esquematica por medio de una linea circular continua. Para la realizacion de una operacién de coccién del
dispositivo de coccién 10, éste esta provisto con un grupo de unidades calefactoras 22, que comprende,
respectivamente, un cuerpo calefactor 24 configurado como bobina de induccion. La disposicion de los cuerpos
calefactores 24, que se representan de forma esquematica en la figura por medio de un rectangulo de trazos, esta
disefiada como disposicion de matriz. En este caso, los cuerpos calefactores 24 de diferentes columnas y diferentes
series estan cubiertos por la vajilla de preparacion 18. En el ejemplo de realizacion mostrado se representa de forma
ejemplar un grupo de 48 unidades calefactoras 22, respectivamente, con un cuerpo calefactor 24. Son posibles otras
formas de realizacién del dispositivo de coccion 10, respectivamente, con otro nimero de unidades calefactoras 22.

En una operacion de una unidad calefactora 22 se genera por el cuerpo calefactor 24 correspondiente una sefial de
calefaccion H configurada como campo alterno magnético (ver la figura 2), que presenta una frecuencia de
calefaccion fy., que tiene, por ejemplo, 25 kHz. La sefal de calefaccion H induce corrientes eléctricas en el fondo
metalico de la vaijilla de preparacion 18, 20. Estas corrientes eléctricas calientan a través de pérdidas éhmicas un
alimentador que se encuentra en las vajillas de preparacion 18, 20. Un cuerpo calefactor 24 en el funcionamiento de
la unidad calefactora 22 correspondiente es alimentado para la generacion de la sefial de calefaccion H con una
corriente alterna eléctrica, que oscila con la frecuencia de calefaccion. Para la generacion de esta corriente alterna
estan previstas unas unidades de potencia 26 configuradas como inversores, que sirven para la alimentacion de las
unidades calefactoras 22 con potencia eléctrica. Estas unidades de potencia 26 se representan en la figura 2.

El dispositivo de coccion 10 esta previsto para el calentamiento de la vajilla de preparacion 18, 20 por medio de un
funcionamiento de grupos de las unidades calefactoras 22. A tal fin, las unidades calefactoras 22 estan provistas,
respectivamente, con un medio sensor no representado en detalle, por medio del cual se puede reconocer si el
cuerpo calefactor 24 correspondiente esta cubierto, al menos parcialmente, por una de las vajillas de preparacion 18,
20. Con la ayuda de un proceso de agrupamiento no descrito en detalle se forman grupos calefactores de unidades
calefactoras 22, que estan asociadas, respectivamente, a una de las vajillas de preparacion 18, 20. Si un usuario
inicia una operacion de coccién del dispositivo de coccién 10 por medio del campo de mando 16, se realiza esta
operacion de coccion por medio de las unidades calefactoras 22 de ambos grupos calefactores, mientras que las
otras unidades calefactoras 22, que no pertenecen a ninguno de los grupos calefactores formados, permanecen
inactivas. Si el usuario desplaza una de las vajillas de preparacion 18, 20 sobre la placa de coccién 14 o coloca otra
vajilla de coccion sobre la placa de coccion 14, se adaptan o bien se forman de nuevo grupos calefactores
correspondientes de unidades calefactoras 22 con la ayuda de la nueva disposicion de vajillas de preparacion a
calentar con relacién a los cuerpos calefactores.

La figura 2 muestra un circuito de dispositivo de coccion 28 del dispositivo de coccién 10. Se puede reconocer el
grupo de unidades calefactoras 22. Las unidades calefactoras 22 presentan, respectivamente, un cuerpo calefactor
24 configurado como bobina de induccion. Para mayor claridad, en la figura se han representado solamente ocho
unidades calefactoras 22. Con respecto a la disposicion de otras unidades calefactoras 22 o bien unidades de
potencia 26 se remite a las lineas de la corriente representadas con linea de trazos.

En la forma de realizacion mostrada, a una unidad calefactora 22 esta asociada, respectivamente, una unidad de
potencia 26 diferente. La unidad de potencia 26 esta configurada como inversor y presenta medios de conmutacion
no representados en detalle, que estan previstos para la generacién de una corriente alterna con la frecuencia
calefactora. Una unidad de potencia 26 comprende con preferencia al menos una pareja de medios de conmutacion,
que estan configurados como componentes semiconductores. Los medios de conmutacién de las unidades de
potencia 26 se indican de forma esquematica con la ayuda de un simbolo de transistor independientemente de la
topologia de la unidad de potencia 26. En este ejemplo, los medios de conmutacion estan configurados como IGBT
(Insulated Gate Bipolar Transistor o Transistor Bipolar con Electrodo de Puerta Aislado). Es concebible una forma de
realizacion alternativa de los medios de conmutacién, por ejemplo como Mosfet (Metal Oxid Semiconductor Field
Effect Transistor o Transistor de Efecto de Campo de Semiconductores de Oxido Metalico), u otros medios de
conmutaciéon que parezcan convenientes al técnico. Los inversores pueden estar constituidos con diferentes
topologias, como por ejemplo con una pareja de medios de conmutacién en una topologia se semipuentes o con dos
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parejas de medios de conmutacion, que estan dispuestos en una topologia de puentes completos. Ademas, es
concebible que las unidades de potencia 26 estén configuradas, al menos parcialmente, en una sola pieza entre si.
Ademas, es concebible que esté prevista una unidad de potencia 26 de dos o mas unidades calefactoras 22.

Para el control del funcionamiento de grupos descrito anteriormente de las unidades calefactoras 22, el circuito de
dispositivo de coccién 26 esta provisto, ademas, con una unidad de control 30. La unidad de control 30 puede
presentar un microprocesador o puede estar configurada como microprocesador. Esta est4d conectada con las
diferentes unidades de potencia 26. La unidad de control 30 esta disefiada en particular para formar los grupos
calefactores en funcion de las posiciones opcionales mostradas en la figura 1 de las vaijillas de preparacion 18, 20
sobre la placa de coccién 14, y para controlar un proceso de calentamiento con los grupos calefactores.

Para la generacion de una corriente alterna, por medio de la cual los cuerpos calefactores 24 generan la sefial de
calefaccion H configurada como campo alterno magnético, las unidades de potencia 26 estan alimentadas,
respectivamente, con una sefal eléctrica, que presenta una tensién continua V. Las unidades de potencia 26
generan la corriente alterna con la ayuda de esta sefal eléctrica por medio de procesos de conmutaciéon de los
medios de conmutacion. Este principio es conocido y no se explica en detalle en el marco de esta descripcion. El
circuito de dispositivo de coccién 28 presenta un dispositivo de procesamiento de sefiales 32, que sirve para
convertir una sefal obtenida desde una alimentacién de corriente de la red 34 en una sefial adaptada para un
funcionamiento de las unidades de potencia 26. Para la generacion de una sefial con la tension continua V, el
dispositivo de procesamiento de sefales 32 esta disefiado para la rectificacién de una sefial obtenido desde la
alimentacioén de corriente de la red. En este caso, la tension continua V es, por ejemplo, 220 V 0 230 V.

De acuerdo con la invencion, el dispositivo de procesamiento de sefiales 32 presenta dos unidades de
procesamiento de sefiales 36.1, 36.2, que presentan, respectivamente, un rectificador, Ademas, el grupo de
unidades calefactoras 22 esta dividido en dos subgrupos, estando asociado un primer subgrupo a la unidad de
procesamiento de sefiales 36.1 y estando asociado un segundo subgrupo a la unidad de procesamiento de sefales
36.2. En este caso, las unidades calefactoras 22 del primer subgrupo estan conectadas eléctricamente con la
primera unidad de procesamiento de sefiales 36.1, mientras que las unidades calefactoras 22 del segundo subgrupo
estan conectadas eléctricamente con la segunda unidad de procesamiento de sefiales 36.2.

La primera unidad de procesamiento de sefiales 36.1 genera una primera sefial 38.1, que presenta una tension V
rectificada y se pone a disposicion sobre una primera barra colectora de corriente continua 40.1 para la adquisicion a
través de unidades de potencia 26. Esta sefial 38.1 puede ser tomada por unidades de potencia 26, que sirven para
la alimentacion de potencia de unidades calefactoras 22 del primer subgrupo. En el funcionamiento de una unidad
calefactora 22 del primer subgrupo, se alimenta la sefial 38.1 de la tension V a la unidad de potencia 26
correspondiente a través de lineas ramificadas desde la barra colectora de corriente continua 40.1. La segunda
unidad de procesamiento de sefales 36.2 genera una segunda sefial 38.2, que presenta de la misma manera una
tension V rectificada y se pone a disposicion sobre una segunda barra colectora de corriente continua 40.2 para una
adquisicion a través de unidades de potencia 26. Esta sefial 38.2 puede ser tomada por unidades de potencia 26,
que sirven para la alimentacion de potencia de unidades calefactoras 22 del segundo subgrupo. En el
funcionamiento de una unidad calefactora 22 del segundo subgrupo se alimenta la sefial 38.2 de la tension V a la
unidad de potencia 26 correspondiente a través de lineas ramificadas desde la barra colectora de corriente continua
40.2.

En la forma de realizacién mostrada, el dispositivo de procesamiento de sefales 32 estd conectado en la
alimentacion de la corriente de la red 34, que sirve para la alimentacion de una corriente trifasica. En este caso, en el
estado conectado del circuito de dispositivo de coccidon 27 en la alimentacion de la corriente de la red 34, las
unidades de procesamiento de sefiales 36.1, 36.2 estan conectadas en diferentes lineas de fases de la alimentacion
de la corriente de la red 34. En este caso, la primera unidad de procesamiento de sefiales 36.1 esta conectada
eléctricamente con una primera linea L2 y con un conductor neutro N de la alimentacién de corriente de la red 34,
con lo que una primera sefal 42.1, que primera una primera fase, es tomada por la unidad de procesamiento de
sefiales 36.1. La segunda unidad de procesamiento de sefiales 36.2 esta conectada eléctricamente con una
segunda linea L1 y con el conductor neutro N, con lo que un segunda sefial 42.2, que presenta una segunda fase
diferente de la primera fase, es tomada por la unidad de procesamiento de sefiales 36.2. Las sefales 42.1, 42.2 son
convertidas por medio de la unidad de procesamiento de sefiales 36.1 y 36.2, respectivamente, en la sefial 38.1 y
38.2, respectivamente, de la tensién continua V. En resumen, las unidades de procesamiento de sefiales 36.1, 36.2
estan previstas para la alimentacion de los subgrupos, respectivamente, con una fase de corriente diferente.

Las unidades de procesamiento de sefiales 36 estan conectadas en paralelo entre si con respecto a la alimentacion
de corriente de la red 34. Las unidades de potencia 26 estan conectadas, respectivamente, en serie con una
respectiva de las unidades de procesamiento de sefiales 36 y paralelas entre si. De manera alternativa o adicional a
los rectificadores, las unidades de procesamiento de sefiales 36.1, 36.2 pueden estar provistas, respectivamente,
con otro medio de procesamiento de sefiales, como por ejemplo una unidad de filtro. En otra variante de realizacion,
el circuito de dispositivo de coccién 28 puede estar conectado en una alimentacién de corriente de la red, que esta
configurada como una alimentacion de corriente alterna monofasica. En este caso, las sefales 42.1, 42.2 presentan
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una fase de corriente idéntica.

Con la ayuda de las figuras 3 a 6 se describen diferentes distribuciones espaciales de las unidades calefactoras 22
del primero y del segundo subgrupo. Muestran, respectivamente, la disposicion de las unidades calefactoras 22 asi
como el contorno de los fondos de las vajillas de preparacion (ver también la figura 1). Las unidades calefactoras 22
del primer subgrupo, es decir, las unidades calefactoras 22 que estan asociadas a la primera unidad de
procesamiento de sefiales 36.1, se representan por medio de una linea continua, mientras que las unidades
calefactoras 22 del segundo subgrupo, es decir, las unidades calefactoras 22 que estan asociadas a la segunda
unidad de procesamiento de sefiales 36.2, estan designadas por medio de un linea de trazos.

La disposicion de las unidades calefactoras 22 corresponde a una disposicién de matrices. Esta disposicién de
matrices 22 presenta cuatro series de matrices, que estan designadas como series 44a a 44d. Estas estan alineadas
en una direccion de las series 45, que corresponde en la configuracion mostrada a la direcciéon horizontal. En una
serie 44 estan dispuestas, por lo tanto, las unidades calefactoras 22 a lo largo de una linea horizontal recta y dos
unidades calefactoras 22 directamente vecinas estan distanciadas con un recorrido S, que es constante sobre la
serie 44. Ademas, la disposicion presenta doce columnas de matrices, que estan designadas como series 46a a 46l.
Estas estan alineadas en una direccion de las columnas 47 que estd en la configuracion mostrada
perpendicularmente a la primera direccion de las series 45 y, en concreto, corresponde a la direccion vertical. Por lo
tanto, en una serie 46, las unidades calefactoras 22 estan dispuestas a lo largo de una linea recta vertical y dos
unidades calefactoras 22 directamente vecinas estan distanciadas una de la otra con un recorrido S, que es
constante sobre la serie 46. Son concebibles disposiciones alternativas de las matrices, en las que la direcciéon de
las series 45 y la direccion de las columnas 47 no estan dispuestas perpendiculares entre si, como, por ejemplo, en
una disposicion de panal de abejas.

En los ejemplos de realizacion siguientes, el grupo de unidades calefactoras 22 esta dividido en dos subgrupos, que
estan libres de solape. En este caso, todas las unidades calefactoras 22 del primer subgrupo estan asociadas
exclusivamente a la primera unidad de procesamiento de sefiales 36.1, mientras que todas las unidades calefactoras
22 del segundo subgrupo estan asociadas exclusivamente a la segunda unidad de procesamiento de sefiales 36.2.
En una variante de realizacion, es concebible que una fraccién de las unidades calefactoras 22 o todas las unidades
calefactoras 22 estén asociadas a ambas unidades de procesamiento de sefiales 36.1, 36.2. Por ejemplo, entonces
es concebible que las unidades de procesamiento de sefiales 36.1, 36.2 alimenten opcionalmente a unidades
calefactoras 22 del primer subgrupo y/o del segundo subgrupo.

La figura 3 muestra una primera variante de distribucion, en la que una mitad izquierda de la disposicion de matrices
esta compuesta por unidades calefactoras 22 del primer subgrupo, mientras que una mitad derecha de la disposicion
de matrices esta compuesta por unidades calefactoras 22 del segundo subgrupo. En la descripcion de las figuras 3 a
6, los conceptos “arriba”, “abajo”, “horizontal”, “vertical”, “izquierda” y “derecha” se refiere a la vision de un usuario
final, que contempla la placa de cocciéon 14, del dispositivo de coccién 10 en condiciones de funcionamiento
habituales. En este caso, el borde “inferior” de la placa de coccion 14 o bien la serie inferior 44d estan dirigidos hacia
el usuario. En la configuracion de la figura 3, la disposicion de las matrices esta dividida en un primer bloque de
unidades calefactoras 22 del primer subgrupo y en un segundo bloque de unidades calefactoras 22 del segundo
subgrupo. En este caso, un bloque se extiende sobre toda la disposicion en una primera direccion de las matrices vy,
en concreto, especialmente en la direccion de las columnas 47, y los bloques estan dispuestos adyacentes entre si
en la segunda direccion de las matrices y, en concreto, en particular en la direccion de las series 45.

Las figuras 4, 5 y 6 muestran, respectivamente, un ejemplo de una disposicion entrelazada. Con esta disposicion, en
una posicidon opcional discrecional de una vaijilla de preparacion sobre la placa calefactora 14 se cubren unidades
calefactoras 22 del primero y del segundo subgrupo a través del fondo de la vajilla de preparacion. De esta manera
se consigue que en una operacion de coccion del dispositivo de cocciéon 10 y en cada posicion opcional de una
vajilla de preparacion sobre la placa de coccion 14, la vajilla de preparacion cubra unidades calefactoras 22, que
toman una potencia calefactora desde una primera fase de la corriente, y unidades calefactoras 22, que toman una
potencia calefactora desde una segunda fase de la corriente. Las diferentes configuraciones de las series 44, 46 se
designan en las figuras 4 a 6 por medio de signos de referencia de trazos.

Las figuras 4 y 5 representan, respectivamente, una disposicion, que corresponde a una disposicion cruzada de
unidades calefactoras 22.

En la figura 4, las series 46’a a 46l estan asociadas alternando al primer subgrupo y al segundo subgrupo. En este
caso, cada pareja de series directamente vecinas 46’ esta constituida por una serie 46’ asociada al primer subgrupo
y por una serie 46’ asociada al segundo subgrupo. En esta con figuracion, las unidades calefactoras 22 estan
asociadas en cada serie 44’ alternando al primero y al segundo subgrupo.

La figura 5 muestra otro ejemplo de una disposicion cruzada, en la que las series 44”a a 44”d estan asociadas
alternando al primer subgrupo y al segundo subgrupo. En este caso, cada pareja de series 44” horizontales
directamente vecinas esta constituida por una serie 44” asociada al primer subgrupo y por una serie 44” asociada al
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segundo subgrupo. En esta configuracion, las unidades calefactoras 22 en cada serie 46 estan asociadas alternando
al primero y al segundo subgrupo.

)

Otro ejemplo de una disposicion entrelazada se representa en la figura 6. En esta configuracion, en cada serie 44 y
46’ las unidades calefactoras 22 estan asociadas alternando al primero y al segundo subgrupo. En este caso, cada
unidad calefactora 22 de un subgrupo en la direccion de las series 45 y en la direccion de las columnas 47 esta
distanciada directamente de una unidad calefactora 22 del otro subgrupo. Ademas, en esta configuracion las
diagonales de las matrices de la misma alineacion estan asociadas alternando al primero y al segundo subgrupo. De
manera ventajosa, en esta configuracion se puede conseguir que en cada posicién opcional de una vaijilla de
preparacion sobre la placa de coccién 14 un grupo calefactor correspondiente esté distribuido en la mayor medida
posible de manera uniforme sobre el primero y el segundo subgrupo.

Otra forma de realizaciéon de una disposicion entrelazada puede consistir en que la disposicion de las matrices se
compone de submatrices o bloques, que estan asociados en la direccion de las series 45 y en la direccion de las
columnas 47 alternando al primero y al segundo subgrupo.

Lista de signos de referencia

10 Dispositivo de coccion

12 Bastidor

14 Placa de coccién

16 Campo de mando

18 Vaijilla de preparacion

20 Vaijilla de preparacion

22 Unidad calefactora

24 Cuerpo calefactor

26 Unidad de potencia

28 Circuito de dispositivo de coccién

30 Unidad de control

32 Dispositivo de procesamiento de sefiales
34 Alimentacion de corriente de la red
36 Unidad de procesamiento de sefiales
38 Senfal

40 Barra colectora de corriente continua
42 Sefal

44 Serie

45 Direccion de la serie

46 Serie

47 Direccion de las columnas
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REIVINDICACIONES

1,- Circuito de dispositivo de coccién con un grupo de unidades calefactoras (22), con una unidad de control (30),
que esta prevista para formar un grupo calefactor de unidades calefactoras (22) adaptado a una posicién opcional de
una vajilla de preparacion (18, 20), y con un dispositivo de procesamiento de sefiales (32), que esta previsto para el
procesamiento de una sefial (42.1, 42.2) en una forma adaptada para una operacion de potencia de la unidad
calefactora, caracterizado porque el dispositivo de procesamiento de sefales (32) presenta una primera unidad de
procesamiento de sefiales (36.1) para la alimentacion de un primer subgrupo de unidades calefactoras (22) y al
menos una segunda unidad de procesamiento de sefales (36.2) para la alimentacion de un segundo subgrupo de
unidades calefactoras (22).

2.- Circuito de dispositivo de coccién de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizado porque la primera unidad de
procesamiento de sefiales (36.1) sirve para el procesamiento de una sefial (42.1) con una primera fase de corriente,
y la segunda unidad de procesamiento de sefiales (36.2) sirve para el procesamiento de una sefial (42.2) con una
segunda fase de corriente diferente de la primera fase de corriente.

3.- Circuito de dispositivo de coccion de acuerdo con la reivindicacion 1 6 2, caracterizado porque el primer
subgrupo y el segundo subgrupo estan configurados al menos en gran medida diferentes uno del otro.

4.- Circuito de dispositivo de coccién de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el
primer subgrupo y el segundo subgrupo forman una disposicion entrelazada de unidades calefactoras (22).

5.- Circuito de dispositivo de coccion de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el
grupo de unidades calefactoras presenta al menos una serie (44’; 46”; 44’”, 46”), en la que al menos una unidad
calefactora (22) del primer subgrupo esta dispuesta entre unidades calefactoras (22) del segundo subgrupo.

6.- Circuito de dispositivo de coccién de acuerdo con la reivindicacion 5, caracterizado porque el grupo de unidades
calefactoras (22) presenta al menos una serie (44’; 46”; 44’”, 46””), en la que las unidades calefactoras (22) estan
asociadas alternando al primero y al segundo subgrupo.

7.- Circuito de dispositivo de coccidon de acuerdo con la reivindicacion 5 6 6, caracterizado porque el grupo de
unidades calefactoras (22) esta disefiado en una disposicion de matrices, que presenta al menos una zona, en la
que una unidad calefactora (22) del primer subgrupo esta dispuesta directamente adyacente en la direccion de la
serie (45) y en la direccion de las columnas (47) de unidades calefactoras (22) del segundo subgrupo.

8.- Circuito de dispositivo de coccion de acuerdo con la reivindicacion 7, caracterizado porque en la disposicion de
matrices las unidades calefactoras (22) estan asociadas en la direccion de las series (45) y en la direccién de las
columnas (47) alternando al primero y al segundo subgrupo.

9.- Dispositivo de coccion, en particular dispositivo de coccién por inducciéon con un circuito de dispositivo de coccién
de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores.

10.- Procedimiento para el calentamiento de una vajilla de preparacion (18, 20) dispuesta en una posicion opcional
sobre una placa de coccion (14) por medio de un conjunto de unidades calefactoras (22), en el que se forma un
grupo calefactor de unidades calefactoras (22) adaptado a la posicidén opcional y se activa un calentamiento de la
vajilla de preparacion (18, 20) por medio del grupo calefactor, caracterizado porque en el grupo calefactor una
porcién de unidades calefactoras (22) toma una potencia calefactora desde una primera fase de la corriente y al
menos una segunda porcion de unidades calefactoras (22) toma una potencia calefactora desde una segunda fase
de la corriente.
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